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Escuela Politécnica Superior

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO PRIMERO - GRUPO 1

ESCUELA

_ ;
I POLITECNICA

SUPERIOR

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo  Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 Quimi 8:00 8:30

uimica G2 22 QuimicaG.  XX-L10 L1-D-IQ
General
8:30 9:00 Expresion Artistica Expresién 8:30 9:00
Quimica General G322 | T 22 [ P7-G7  11Bis
| Artistica |
9:00 9:30 Quimi 9:00 9:30
uimica 1 22 Fisica L5-XX  L2-D-FA
General
9:30 10:00 9:30 10:00
10:00 10:30 Matematicas Il T1 2.2 10:00 10:30
P1-P2 c5 Quimica G. L2-11 L1-D-1Q Fisica Il T1 2.2
10:30 | 11:00 ., .y . 10:30 11:00
Expresion Ingenieria Grafica T 11
Artistica | del Producto ’
11:15 11:45 11:15 11:45
G2-G1 1.1bis |Quimica General T1 2.2 Fisica Il L1-L2 L2-D-FA | Matematicas Il T1 2.2
11:45 12:15 11:45 12:15
12:15 12:45 12:15 12:45
Fisica Il T1 22 Quimica General T1 2.2 Fisica Il L3-L14  L2-D-FA P1-P2 11
12:45 | 13:15 [Matematicas I T1 2.2 Ingenieria 12:45 | 13:15
Grafica del
13:15 | 13:45 Fisica Il T1(1) 2.2 Producto 13:15 13:45
Fisica Il T1 2.2 Quimica G. XX-L3  L1-D-IQ G2-G1 1.7
13:45 | 14:15 Quimica General G1 2.2 13:45 14:15

Nota Importante: las clases practicas en rojo se imparten en el CATEPS

QUIMICA GENERAL: Las practicas de laboratorio (Grupos L) empiezan la semana 20 y las clases practicas (Grupos G) se imparten de la 17 a la 21 semana

FiSICA I1: (1) Esta hora sélo se imparte las semanas 25, 26, 27, 28 y 29.
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Escuela Politécnica Superior

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CURSO PRIMERO - GRUPO 2

ESCUELA
= POLITECNICA
SUPERIOR

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
15:15 | 15:45 Fisica Il T2 (1) 2.2 15:15 15:45

Quimica General T2 2.2 Fisica Il L10-XX  L2-D-FA P4-P3 11
Ingenieria Grafica
15:45 | 16:15 ! I del Producto 15:45 16:15
Fisica Il T . | meemerlabratica ., 11
del Producto
16:15 | 16:45 G3-G4 1.7 16:15 16:45
Fisica Il T2 2.2 Quimica G. XX-L4 L1-D-1Q
16:45 | 17:15 Quimica General G4 2.8 16:45 17:15
17:15 | 17:45 Matematicas Il P2 2.2 17:15 17:45
Fisica Il L9-L7 L2-D-FA Quimica General T2 1.1
17:45 | 18:15 » Matematicas Il T2 2.2 17:45 18:15
Explretslon ™ 11
Artistica |
18:30 | 19:00 18:30 19:00
Quimica General T2 2.2 Quimica G. L5-L6 L1-D-1Q Matematicas Il P2 1.1
19:00 | 19:30 19:00 19:30
Fisica Il T2 2.2
19:30 | 20:00 19:30 20:00
P3-P4 1.1 Quimica General G5 2.2 Fisica Il L8-L6  L2-D-FA
20:00 | 20:30 . » Fisica Il T2 (1) 2.2 | G 20:00 20:30
xpresion ngenieria Grafica
Artistica | del Producto G5-P5 17-11
20:30 | 21:00 20:30 21:00
G4-G3 1.1bis Quimica General G6 2.2 Quimica G. L11-XX  L1-D-IQ
21:00 | 21:30 21:00 21:30

Nota Importante: las clases practicas en rojo se imparten en el CATEPS

QUIMICA GENERAL: Las practicas de laboratorio (Grupos L) empiezan la semana 20 y las clases practicas (Grupos G) se imparten de la 17 a la 21 semana
FiSICA 11: (1) Esta hora sélo se imparte las semanas 25, 26, 27, 28 y 29.




0 | ESCUELA
S = POLITECNICA
SUPERIOR

u

d - Escuela Politécnica Superior
GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIAL y DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO PRIMERO - GRUPO 3

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 8:00 8:30

Quimica General  G9 2.8
8:30 9:00 i - 8:30 9:00
Expresion Artistica 2.2 | Quimica General L7-XX L1-D-IQ
9:00 9:30 | Matematicas Il T3 14 ! 9:00 9:30
Quimica General  G8 2.8 Matematicas Il T3 2.8
9:30 10:00 9:30 10:00
10:00 | 10:30 Quimica 10:00 10:30
| T3 1.4 Quimica General T3 2.8 Quimica General T3 2.2 L P7-P6 11
10:30 | 11:00 EEEE Ingenieria 10:30 | 11:00
Grafica del
11:15 | 11:45 Prechicio 11:15 | 11:45
Fisica Il T3 1.4 Fisica Il T3 2.8 Fisica Il T3 22 G6-G7 1.7
11:45 12:15 11:45 12:15
12:15 12:45 Fisica Il T3 (1) 1.4 12:15 12:45
P5-P6 3.2
12:45 | 13:15 Quimica G. G7 1.4 Matematicas Il T3 2.8 - (o i 12:45 13:15
'ngder;'s”a dGrif'ca 3 1.1 | Quimica General L8-XX L1-D-IQ ix‘t’,r?'or;
13:15 | 1345 €l Froducto rtistica 13:15 | 1345
G6-G5 1.1bis
13:45 | 14:15 13:45 14:15
Fisica Il XX-L12 L2-D-FA Fisica Il XX-L13 L2-D-FA
15:15 17:15 Fisica Il XX-L11 L2-D-FA Fisica Il XX-L14 L2-D-FA| 15:15 17:15
Quimica General L12-XX  L1-D-IQ | Quimica General L9-XX L1-D-IQ

Nota Importante: las clases practicas en rojo se imparten en el CATEPS
QUIMICA GENERAL: Las practicas de laboratorio (Grupos L) empiezan la semana 20y las clases practicas (Grupos G) se imparten de la 17 a la 21 semana

FiSICA I1: (1) Esta hora sélo se imparte las semanas 25, 26, 27, 28 y 29.



GRADO en INGENIERIA en

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Escuela Politécnica Superior

ESCUELA
I POLITECNICA
SUPERIOR

DISENO INDUSTRIAL y DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

CURSO SEGUNDO- GRUPO 1

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 P1-P2 33 DAO L2 CAD 8:00 8:30

DAO L2 CAD
8:30 9:00 p P3-P4 3.3 8:30 9:00
Expresion Artistica Il Meto;:lec;gola del (3-3531?:)-00) 1.8
9:00 9:30 it G2-G1  1.1bis s : 9:00 9:30
f\xrfre_m: 1 25 Expresion Artistica I Mem[‘:_""ig'a del - 18
9:30 | 10:00 AT RMEP G3 ca e (EERAT) 9:30 | 10:00
10:00 10:30 . G4 DAO L3 CAD G4-G3 1.1bis 10:00 10:30
Mem;i‘:;go'a del o 25 RMEP oo 16 220 L o
10:30 11:00 11:00) Metodologia del 61 s 10:30 11:00
. . Disefio (10:00-11:30) : - -
11:15 11:45 . . Metodologia del -~ 25 Metodologia del G1 18 11:15 11:45
1145 12115 Resistencia de RMIEP - @ Disefio o Disefio T d 1as o1s
i . Disefio Asistido T 25 Materiales y o~ 25 i .
12:15 | 12:45 | PorOrdenador ' Estructura del ' DAO L1 CAD 12:15 | 12:45
Producto Resistencia de DAO L1 CAD
12:45 | 13:15 Metodologia del G2 L8 Materiales y - )5 12:45 | 13:15
Disefio (12:15-13:45) ’ Estructura del '
13:15 13:45 : : 13:15 13:45
Metod.olcigla del -~ 25 Producto Metoqoltig|a del - G2 . 18
1345 | 14115 RECIE RMEP G2 ca DIESE R 13:45 | 14:15
15:15 15:45 15:15 15:45
15:45 16:15 RMEP L8, L11,L14 Lab. Ens. Mat. 15:45 16:15
16:15 16:45 16:15 16:45
16:45 17:15 16:45 17:15
17:15 17:45 RMEP L9, L12, Lab. Ens. Mat. 17:15 17:45
17:45 18:15 17:45 18:15
18:30 19:00 18:30 19:00
19:00 19:30 RMEP L10, L13 Lab. Ens. Mat. 19:00 19:30
19:30 20:00 19:30 | 20:00
20:00 20:30 20:00 | 20:30

RESISTENCIA DE MATERIALES Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO (RMEP): Cada grupo realizara dos practicas de laboratorio de 1.5 horas cada una. Las practicas de informatica son 2 horas durante 2 semanas.




— ESCUELA
3, POLITECNICA
‘lﬁ%‘; Escuela Politécnica Superior = SUPERIOR

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO SEGUNDO- GRUPO 2
Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
9:00 10:00 9:00 10:00
RMEP 1, a7 0Ens
10:00 11:00 T Mat. 10:00 11:00
11:15 12:15 RMEP 12, L5, Lab. Ens. 11:15 12:15
Mat.
12:15 13:15 12:15 13:15
Lab. Ens.

13:15 14:15 RMEP L3, L6 Mat. 13:15 14:15
15:15 16:15 Expresion Artistica T 25 Metod'olo~g|a del G4 18 Metoqolcigla del o 25 Metod'olo~g|a del G4 18 15:15 16:15
1l i Disefio (15:45-17:15) Disefio Disefio (15:45-17:15)

P5-P6 33
M [og] | it DAO LS CAD
16:15 17:15 etodologiadel 25 Expresin Resistencia de DAO L5 CAD | 16:15 | 17:15
Disefio Artistica Il RMEP G6 ca4
Materiales y
T2 2.5
Metodologia del Estructura del Metodologia del
17:15 18:15 G5-G6  1.1bis | Metodologiade & 1.8 Producto CECRIEREE Gé 1.8 17:15 | 18:15
Disefio (17:15-18:45) Disefio (17:15-18:45)
DAO T2 2.5
. DAO L4 CAD
18:30 19:30 Metodologia del 25 Resistencia de DAO L4 CAD | 18:30 | 19:30
BESLT RMEP G7 ca
Materiales y
G5 c3
NSRRI Estructura del
. . . . etodologia de! G5 Producto . .
19:30 20:30 Re5|ste'nC|a de Disefio O] 1.8 , 19:30 20:30
Materiales y ™ 25 Metod‘olo~gla del G5 18
Estructura del Disefio (19:30-21:00)
20:30 21:30 Producto RMEP G8 ca 20:30 21:30

RESISTENCIA DE MATERIALES Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO (RMEP): Cada grupo realizara dos practicas de laboratoriode 1.5 horas cada una. Las practicas de informatica son 2 horas durante 2 semanas.




: ESCUELA
POLITECNICA
u@ Escuela Politécnica Superior == SUPERIOR

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO TERCERO - GRUPO 1
Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 8:00 8:30
8:30 9:00 b 8:30 9:00
8 oot
9:00 9:30 . Mecanismos y Elem. - G 9:00 9:30
9:30 | 10:00 Magquinas del Prod. ’ 9:30 | 10:00
10:00 10:30 i6 i6 10:00 10:30
Representécmn 61 18 A Representa_cmn 61 18
10:30 11:00 Fotorrealista Elementos de Fotorrealista Electrénica y Automat 10:30 11:00
- icay Au .
11:15 11:45 Disefio y Producto L1-G1 3.3.-16 Maquinas del T1 2.5 del Producto T1 25 11:15 11:45
Dibujo Técnico G2 3.2 Producto Dibujo Técnico G2 1.6
11:45 12:15 11:45 12:15
12:15 12:45 i6 i6 12:15 12:45
Representa!aon G2 18 T1(1) 25 Representgaon 2 18
Fotorrealista Fotorrealista
12:45 13:15 12:45 13:15
Disefio y Producto L2-G2 3.3.-1.6 EnyAP Disefio y Producto T1 2.5
13:15 13:45 Lab. 13:15 13:45
Dibujo Técnico G1 3.2 L1 A Dibujo Técnico Gl 1.7
1345 | 14:15 Llomat 1345 | 14:15
15:15 15:45 15:15 15:45
15:45 | 16:15 Lab. 15:45 | 16:15
Disefio y Producto L3-G3 3.3.-1.6 EnyAP L2 MEMP L5-L6 C4.
16:15 | 16:45 Automat. 16:15 | 16:45
16:45 17:15 16:45 17:15
17:15 17:45 17:15 17:45
17:45 | 18:15 Lab. 17:45 | 18:15
Disefio y Producto L4-XX 33 EnyAP L3 MEMP L3-L4 Ca4.
18:30 | 19:00 Automat. 18:30 | 19:00
19:00 19:30 19:00 19:30
19:30 20:00 19:30 20:00
20:00 20:30 20:00 20:30
Disefio y Producto L5-XX 33 MEMP L1-L2 Ca.
20:30 21:00 20:30 21:00
21:00 21:30 21:00 21:30

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION DEL PRODUCTO (EnyAP): (1) Estas horas de teoria se impartiran sélo durante las 7 primeras semanas (semanas 16 a 22). Los laboratorios comienzan a partir de la semana 23.
MECANISMOS Y ELEM. MAQ. PRODC. (MEMP ): Las practicas se imparten de la semana 17 a la 28
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SEGUNDO CUATRIMESTRE

Escuela Politécnica Superior

GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

CURSO TERCERO - GRUPO 2

ESCUELA
W ) | TECNICA

SUPERIOR

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 8:30 8:00 8:30
8:30 9:00 8:30 9:00
9:00 9:30 9:00 9:30
9:30 10:00 9:30 10:00
10:00 10:30 10:00 10:30
10:30 11:00 10:30 11:00

DP L1-G1 3.3-1.6
11:15 11:45 11:15 11:45
11:45 12:15 11:45 12:15
12:15 12:45 12:15 12:45
MEMP L7-L8 C4.
12:45 13:15 12:45 13:15
DP L2-G2 3.3-1.6 MEMP L9-L10 c4
13:15 | 1345 Lab 13:15 | 13:45
EnyAP L7 Autom
1345 | 14:15 Lot 13:45 | 14:15
15:15 | 15:45 G % Mecani Harin, 15:15 | 15:45
Disefioy Producto ~ 13-G3  3.3-16 RPIESEIEELD o CAD AESEEEL G3 18 ecanismosy tlem. ., 23
15:45 | 16:15 Fotorrealista Fotorrealista Méquinas del Prod. 15:45 | 16:15
Disefio y Producto T2 2.5
16:15 | 16:45 Lab. MEMP L5-L6 c4 16:15 | 16:45
EnyAP L5 Dibujo Técnico G4 C5 Electréni
16:45 | 17:15 Automat. Dibujo Técnico G4 CAD Ceronicaly 16:45 | 17:15
Automat. del T2 2.3
17:15 17:45 io io 17:15 17:45
EnyAP L4 Lab. Representz'mon ca CAD Mecanismos y Representéuon ca 18 Producto
17:45 | 18:15 Automat. Fotorrealista e — Fotorrealista 17:45 | 18:15
2t T2 2.5
18:30 | 19:00 Magquinas del 18:30 | 19:00
Disefio y Producto L4-XX 3.3 Dibujo Técnico G3 Cc5 Producto Dibujo Técnico G3 CAD
19:00 19:30 19:00 19:30
19:30 | 20:00 Lab. 19:30 | 20:00
EnyAP L6 El A
20:00 | 20:30 Automat. I ) 20:00 | 20:30
Automat. del T2(1) 1.5
20:30 21:00 20:30 21:00
DP L5-XX 33 Producto
21:00 21:30 21:00 21:30

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION DEL PRODUCTO (EnyAP): (1) Estas horas de teoria se impartiran sélo durante las 7 primeras semanas (semanas 16 a 22). Los laboratorios comienzan a partir de la semana 23.
MECANISMOS Y ELEM. MAQ. PRODC. (MEMP ): Las practicas se imparten de la semana 17 a la 28




GRADO en INGENIERIA en DISENO INDUSTRIALy DESARROLLO DEL PRODUCTO. CURSO 2026/27

Escuela Politécnica Superior

ESCUELA
POLITECNICA
SUPERIOR

SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO CUARTO
Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Hora
Inicio Final Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Asignatura Grupo Aula Inicio Final
8:00 9:00 8:00 9:00
Seguridad e Hl_glene enel 61 2
Trabajo
9:00 | 10:00 9:00 10:00
10:00 | 11:00 Energias Renovables T1 1.4 10:00 11:00
Segurldaflj—e :lglene enel 2 2 Meto?ols Numerllcos en - 11b
Seg. Hig. Trabajo T1 2.6 rabajo a Ingenieria
11:15 | 12:15 11:15 12:15
Tec. Ambiental P2 c5
Trat. de Aguas G1 Cc3
12:15 | 13:15 Técnologia Ambiental P1 C5 Tenologia Ambiental T1 C5 Energias Renovables T1 1.6 12:15 13:15
Métodos Numéricosenla 1.1bis Optimizacién TL 11bis
Ingenieria s dad e Higi
13:15 | 14:15 |  Tratamiento de Aguas T a3 Optimizacién 1 1.1bis esur! TTE N\ BIENCEN 11 (1),64 2.6 | 13:15 | 14:15
Seg. Hig. Trabajo G3 Cc2 el Irabajo
Gestion del Disefio y
15:15 | 16:15 ., L Desarrollo de Nuevos G1 17 15:15 | 16:15
Gestion del Disefio y P,
Desarrollo de nuevos T1 2.7
roductos i i6 imizacié
16:15 | 17:15 P Simulaciény Optimizacién 5 18 16:15 | 17:15
del disefio
Gestion del Disefio y
17:15 | 18:15 Desarrollo de Nuevos G2 1.7 17:15 18:15
i i6 imizacié Productos
Simulacién yF)pElmlzamon -~ 27
del disefio et L
18:30 | 19:30 Simulaciény Optimizacion 18 18:30 | 19:30
del disefio
Gestion del Disefio y
19:30 | 20:30 Desarrollo de Nuevos G3 1.7 19:30 20:30
i Productos i
Calidad Inte?grél enla n 32 Calidad Intelgr?I enla mn 32
Ingenieria Simulacion y Optimizacion Ingenieria
20:30 | 21:30 - G2 1.8 20:30 21:30
del disefio

Seguridad e Higiene en el Trabajo: (1) Esta clase se imparte solo las 10 primeras semanas del cuatrimestre (semanas 16 a 25). Las practicas (Grupos G) son 5 semanas.




